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摘要(译)

一种超声波装置，包括：具有第一开口，第二开口和分隔第一开口和第
二开口的壁部的基板;分别关闭所述第一开口和所述第二开口的第一振动
膜和第二振动膜;第一压电元件和第二压电元件，其形成在所述第一振动
膜和所述第二振动膜的与所述基板相反的表面上;声匹配层，其设置在第
一开口和第二开口内以便与第一振动膜和第二振动膜接触。
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